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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属アーチファクトの補償を特徴とする電磁的追跡方法であって：
　関心領域中に電磁場を発生させる電磁場発生器を提供する段階であって、前記電磁場は
、該電磁場および前記関心領域の直近の金属アーチファクトの存在に応答したゆがみを受
け；
　前記関心領域の直近に配された、所定の既知の構成を有する参照センサーのアレイを提
供する段階と；
　前記電磁場発生器に対する前記アレイの参照センサーの位置の第一のセットを、前記電
磁場を介して前記参照センサーのうちの一つまたは複数の励起に応答して、決定する段階
と；
　前記電磁場発生器と既知の空間的関係にある、金属アーチファクトによって影響されな
い第二の機構を使って、該第二の機構に対する参照センサーの前記アレイの参照センサー
の位置の第二のセットの第一の部分を決定する段階と；
　（ｉ）前記第二の機構を使って決定された位置の前記第二のセットの前記第一の部分お
よび（ｉｉ）参照センサーの前記アレイの所定の既知の構成に応答して、参照センサーの
前記アレイのうちの参照センサーの位置の前記第二のセットの残りの部分を決定する段階
と；
　参照センサーの前記アレイの参照センサー位置の前記第一のセットおよび前記第二のセ
ットの関数として、前記関心領域における電磁場の金属ゆがみについて補償する段階とを
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有する、
方法。
【請求項２】
　金属アーチファクトの補償を特徴とする電磁的追跡システムであって：
　関心領域中に電磁場を発生させる電磁場発生器であって、前記電磁場は、該電磁場およ
び前記関心領域の直近の金属アーチファクトの存在に応答したゆがみを受けるような電磁
場発生器と；
　前記関心領域の直近に配された、所定の既知の構成を有する参照センサーの少なくとも
一つのアレイと；
　前記電磁場発生器に対する前記アレイの参照センサーの位置の第一のセットを、前記電
磁場を介して前記参照センサーのうちの一つまたは複数の励起に応答して、決定する、シ
ステム・コントローラと；
　前記電磁場発生器と既知の空間的関係にある、金属アーチファクトによって影響されな
い第二の機構であって、該第二の機構に対する参照センサーの前記アレイの参照センサー
の位置の第二のセットの第一の部分を決定する、第二の機構とを有しており、
　前記システム・コントローラがさらに、（ｉ）前記第二の機構を使って決定された位置
の前記第二のセットの前記第一の部分および（ｉｉ）参照センサーの前記アレイの所定の
既知の構成に応答して、参照センサーの前記アレイのうちの参照センサーの位置の前記第
二のセットの残りの部分を決定するよう構成されており、参照センサーの前記アレイの参
照センサー位置の前記第一のセットおよび前記第二のセットの関数として、前記関心領域
における電磁場の金属ゆがみについて補償するよう構成されている、
電磁的追跡システム。
【請求項３】
　前記第二の機構がさらに、前記第二の機構と前記電磁場発生器との間の空間的関係を判
別するよう構成されている、請求項２記載のシステム。
【請求項４】
　前記第二の機構が光学式追跡システムを有する、請求項３記載のシステム。
【請求項５】
　前記システム・コントローラがさらに、前記金属ゆがみ補償された電磁場の関数として
前記関心領域内の追跡されるべきセンサーの位置を決定するためである、請求項２記載の
システム。
【請求項６】
　参照センサーの前記アレイが、一つまたは複数のモジュラー・アレイを有しており、各
モジュラー・アレイは（ｉ）所定の構成または形ならびに（ｉｉ）一つまたは複数の参照
センサーを有する、請求項２記載のシステム。
【請求項７】
　前記モジュラー・アレイが半円筒形をもつアレイを有し、該半円筒形のアレイは、患者
の腹部または胸郭の一方または両方のあたりで実施される介入での使用のために構成され
る、請求項６記載のシステム。
【請求項８】
　前記モジュラー・アレイが実質的にフラット・パネルのアレイを有し、該フラット・パ
ネルのアレイは一つまたは複数の参照センサーを所定の構成で含み、該フラット・パネル
のアレイはさらに患者の下への配置のために構成されている、請求項６記載のシステム。
【請求項９】
　前記モジュラー・アレイがかご形を有するアレイを有し、該かごアレイは、患者の抹消
肢における介入のために構成される、請求項６記載のシステム。
【請求項１０】
　前記モジュラー・アレイはさらに、あらかじめ製作されたセンサー・アレイの一つまた
は複数のモジュラー部分を有し、該モジュラー部分はさらに少なくとも二つの位置合わせ
機構をもち、該位置合わせ機構は、諸モジュラー部分を合わせた所定の配置を確立する際
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に使うためである、請求項６記載のシステム。
【請求項１１】
　前記少なくとも二つの位置合わせ機構はインターロック機構を有し、該インターロック
機構は、二つ以上のモジュラー・アレイを所定の配置で一緒にロックする際に使うためで
あり、さらに、前記電磁場発生器の位置付けに対する参照センサーの前記アレイの位置の
位置合わせを実行する能力を可能にするためである、請求項１０記載のシステム。
【請求項１２】
　前記参照センサーのアレイは第一および第二の参照センサー・アレイを有し、前記第一
の参照センサー・アレイは一つまたは複数の参照センサーの第一の構成を含んでおり、前
記第二の参照センサー・アレイは一つまたは複数の参照センサーの第二の構成を含んでお
り、前記第一の構成は前記第二の構成とは異なっている、請求項２記載のシステム。
【請求項１３】
　前記参照センサーのアレイは参照センサーの第一のアレイを有しており、当該システム
がさらに：
　参照センサーの前記第一のアレイとは物理的に離れて維持される参照センサーの第二の
アレイをさらに有する、
請求項２記載のシステム。
【請求項１４】
　前記参照センサーのアレイが所望される形の非金属物質内に埋め込まれる、請求項２記
載のシステム。
【請求項１５】
　前記所望される形が、（ｉ）半円筒形、（ｉｉ）実質的にフラット・パネルの形または
（ｉｉｉ）かご形のうちの一つまたは複数を含む、請求項１４記載のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は電磁的な追跡の方法および装置に、より詳細には、参照センサー（
reference　sensor）のモジュラー・アレイ（modular　array）を使った金属アーチファ
クト補償のための電磁的追跡（tracking）の方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像ガイダンスは、低侵襲の医療手順の結果を改善するために日常的に使われている。
撮像が医師に患者の解剖構造中へのビューを与える。針およびカテーテルの位置が、解剖
学的または機能的画像との関係で示され、それにより医師が処置をより迅速かつ精確に目
標に合わせるのを助けることができる。
【０００３】
　電磁的追跡システム（EMTS:　electromagnetic　tracking　systems）は、介入の部位
のまわりに小さな磁場を確立することによってオブジェクトを位置特定するために使われ
る。EMTS技術は、皮膚を通して生検針を肝腫瘍に挿入するといった非視線（non-line-of-
sight）用途に好適である。特に、経皮的な肝生検は、針が皮膚を通じて挿入され、腫瘍
の位置を目標とされることを要求する。医師はCTデータを、手順をガイドするための解剖
学的なロードマップとして使うことができる。手順の間、生検針の位置が画像に重ね合わ
され、それにより医師が腫瘍に向かって操縦するのを助けることができる。
【０００４】
　針の先端は、腹に埋め込まれているときは見えないので、針の位置を追跡するために電
磁的追跡システム（EMTS）が使われる。簡単なEMTSは、場発生器およびセンサー・コイル
からなる。コイルは針の先端に位置され、そこで、場発生器によって生成された磁場を測
定する。この測定は、その針の、場発生器に対する空間的な位置を与える。
【０００５】
　残念ながら、金属オブジェクトはEMTS場をゆがめ、それによりセンサーの位置および配
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向の測定精度を限定する。金属アーチファクトは、患者台、撮像システムまたは医療器具
から生じうる。特に、強磁性および伝導性の金属オブジェクトはEMTS場発生器によって生
成された磁場をゆがめる。ゆがみはセンサー・コイルによってなされる測定に影響し、そ
れによりセンサーの位置および配向の測定精度を限定する。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって、当技術分野における問題を克服するための改良された方法およびシステム
が望まれている。
【０００７】
　図面において、同様の参照符号は同様の要素を指す。さらに、図面は縮尺通りに描かれ
ていないことがあることを注意しておく。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１は、本開示のある実施形態に基づく金属アーチファクト補償を特徴とする電磁的追
跡システム１０のブロック図である。電磁場発生器１２が、概括的に参照符号１６によっ
て示される関心領域中に電磁場１４を発生させる。電磁場発生器１２は、参照符号１３に
よって示されるように、固定位置を基準とされている（referenced）。電磁場１４は、電
磁場および関心領域の直近の金属アーチファクト（図示せず）の存在に応答したゆがみを
受ける。システム・コントローラ１８は、追跡されるべきセンサー２０の位置（センサー
は関心領域１６内に位置されている）を、金属ゆがみ補償された電磁場の関数として決定
するよう構成されている。これについては本稿でさらに論じる。
【０００９】
　システム・コントローラ１８はいかなる好適なコンピュータおよび／またはセンサー・
インターフェースを有していることもでき、該コントローラはさらに、電磁場追跡のため
の金属ゆがみ補償を実行することに関する、ここで論じられるさまざまな機能を実行する
ための好適な命令をプログラムされている。システム・コントローラ１８は、電磁的追跡
システム１０の他の要素に電子的に結合するための、たとえば２２および２４のようなさ
まざまな入出力信号線を含んでいてもよい。好適な表示装置２６が、たとえば所与の電磁
的追跡用途の際のシステム・オペレータによる使用のために、システム・コントローラ１
８に結合されている。さらに、入出力装置、ポインティング・デバイスなど（図示せず）
のような追加的な装置が電磁的追跡用途の所与の実装のために必要に応じて設けられてい
てもよい。
【００１０】
　電磁的追跡システム１０はさらに、第二の追跡機構２８を含む。第二の追跡機構２８は
、参照符号２９で示されるように、ある固定位置を基準とされている。ある実施形態では
、システム・コントローラ１８の入出力２２および２４は電磁場発生器１２および第二の
追跡機構２８にそれぞれ結合されることができる。第二の機構２８は、第二の機構２８と
電磁場発生器１２との間の空間関係を判別するよう構成されている。ある実施形態では、
第二の機構２８は、本稿で論じるような所与の電磁的追跡用途のために所望される距離お
よび位置情報を与えるのに好適な光学式追跡システムを有する。
【００１１】
　ある実施形態では、参照センサーのアレイは、一つまたは複数のモジュラー・アレイを
有する。各モジュラー・アレイは（ｉ）所定の構成または形ならびに（ｉｉ）一つまたは
複数の参照センサーを有する。たとえば、モジュラー・アレイは、半円筒形をもつアレイ
を有することができる。該半円筒形のアレイは、患者の腹部または胸郭の一方または両方
のあたりで実施される介入（インターベンション）での使用のために構成される。もう一
つの例では、モジュラー・アレイは実質的にフラット・パネルのアレイを有することがで
きる。該フラット・パネル・アレイは一つまたは複数の参照センサーを所定の構成で含み
、さらに患者の下への配置のために構成されている。さらにもう一つの例では、モジュラ
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ー・アレイはかご形を有するアレイを有することができる。該かごアレイは、患者の抹消
肢（peripheral　limb）における介入のために構成される。
【００１２】
　図２は、本開示のある実施形態に基づくある構成における参照センサーのアレイ３０を
示す概略図である。参照センサーのアレイ３０は、所望される形の非金属物質内に埋め込
まれることができる。非金属物質はたとえば、所望される形を維持するために適切な特性
をもついかなる好適なプラスチックであることもできる。所望される形はたとえば、図２
に示される半円筒形を含むことができる。図２の実施形態では、参照センサー３０のアレ
イは一つまたは複数のモジュラー・アレイ３２、３４、３６、３８、４０、４２などを有
することができる。各モジュラー・アレイは（ｉ）所定の構成または形ならびに（ｉｉ）
一つまたは複数の参照センサー４４を有する。
【００１３】
　このように、参照センサーのアレイ３０は、所与の全体的な構成におけるある所与の全
体的な数の参照センサーによって特徴付けることができる。したがって、全体的な構成内
でのセンサーのうちの少なくとも二つの位置付けを知ることによって、残りのセンサーに
ついての位置および配置情報を、参照センサーのアレイの所定の構成の関数として、決定
できる。
【００１４】
　図３は、本開示のもう一つの実施形態に基づくもう一つの構成における参照センサーの
アレイ５０を示す概略図である。参照センサーのアレイは、所望される形の非金属物質内
に埋め込まれることができる。非金属物質はたとえば、所望される形を維持するために適
切な特性をもついかなる好適なプラスチックであることもできる。所望される形はたとえ
ば、図３に示される実質的にフラット・パネルの形を含むことができる。図３の実施形態
では、参照センサーのアレイ５０は一つまたは複数のモジュラー・アレイ５２、５４など
を有することができる。各モジュラー・アレイは（ｉ）所定の構成または形ならびに（ｉ
ｉ）一つまたは複数の参照センサー５６を有する。
【００１５】
　したがって、このように、参照センサーのアレイ５０は、所与の全体的な構成における
ある所与の全体的な数の参照センサーによって特徴付けることができる。したがって、全
体的な構成内でのセンサーのうちの少なくとも二つまたはそれ以上の位置付けを知ること
によって、残りのセンサーについての位置および配置情報を、参照センサーのアレイの所
定の構成情報の関数として、決定できる。
【００１６】
　モジュラー・アレイはさらに、あらかじめ製作されたセンサー・アレイの一つまたは複
数のモジュラー部分（modular　portion）を有する（comprise）こともできる。そのよう
な実施形態では、モジュラー部分はさらに、図２および図３のそれぞれ参照符号４８およ
び４９によって概括的に示される、少なくとも二つの位置合わせ機構を含むことができる
。位置合わせ機構は、諸モジュラー部分を合わせた所定の配置を確立する際に使うための
ものである。さらに、前記少なくとも二つの位置合わせ機構は、インターロック機構を有
する。前記インターロック機構は、二つ以上のモジュラー・アレイを所定の配置で一緒に
ロックする際に使うためのものである。該二つ以上のモジュラー・アレイを一緒にロック
する結果として、インターロック機構は、電磁場発生器の位置付けに対する参照センサー
のアレイの位置の位置合わせを実行する能力を保証する。
【００１７】
　ある実施形態では、フラット・パネルは、平均的な患者の胸郭および腹部にわたる長さ
方向の大きさと、CTまたはX線テーブルの幅と釣り合う幅方向の大きさをもつプラスチッ
ク片を有することができる。フラット・パネルの厚さは、約1センチメートル（1cm）のオ
ーダーであることができる。フラット・パネルは、当該電磁的追跡システムと一緒に使う
ためのセンサーを収容するために好適な、前記プラスチック中にドリルで穿たれたソケッ
トを用意される。ある実施形態では、ソケットは、1インチのオーダーの縦横の公称間隔
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をもつグリッド編成に配置される。同様にして、参照センサーの半円筒アレイ３０は埋め
込まれた参照センサーをもって製作されることができる。半円筒アレイ３０はさらにモー
ルドされたペグを設けられることができ、フラット・パネル５０は前記プラスチック中の
孔を設けられることができ、それにより、それらの二つのプラスチック片は、たとえば患
者のまわりで、互いに対して一時的に固定されることができる。
【００１８】
　図４は、本開示のある実施形態に基づく、概括的に参照符号６０によって示される、一
緒に結合された異なる構成の参照センサーの複合アレイを示す概略図である。このように
、図４に示される参照センサーのアレイは、第一および第二の参照センサー・アレイ３０
および５０をそれぞれ有する。第一の参照センサー・アレイ３０は、一つまたは複数の参
照センサー４４の第一の構成を含んでおり、第二の参照センサー・アレイ５０は、一つま
たは複数の参照センサー５６の第二の構成を含んでいる。さらに、第一の参照センサー・
アレイ３０の構成は、第二の参照センサー・アレイ５０の構成とは異なっていることがで
きる。
【００１９】
　図４に示されるように、本開示のある実施形態は、肝生検のために適用可能である。フ
ラット・パネル・アレイ５０は、参照符号６２によって点線で概括的に示される患者の、
背中の下に設置するよう構成されている。半円筒アレイを有する他方のアレイ３０は、患
者の腹部のまわりへの設置のために構成されている。さらに、フラット・パネル・アレイ
５０は、金属コンポーネントを含むテーブル６４上での使用のために意図されている。こ
こで、テーブル６４はX線テーブルまたはCTテーブルの一つまたは両方を有することがで
きる。
【００２０】
　図５は、本開示のある実施形態に基づく一緒に結合された異なる構成の参照センサーの
複合アレイ（３０、５０）を含む電磁的追跡システム１０のブロック図である。所定の既
知の構成をもつ参照センサーの少なくとも一つのアレイ（３０、５０）が関心領域の直近
に配置されている。この実施形態では、システム・コントローラ１８は、電磁場１４を介
した参照センサー（４４、５６）のうちの一つまたは複数の励起に応答して、電磁場発生
器１２に対する参照センサーのアレイ（３０、５０）の位置の第一のセットを決定するよ
う構成されている。電磁場発生器１２以外の第二の機構２８が、第二の機構２８に対する
参照センサーのアレイ（３０、５０）のうちの少なくとも一つまたは複数のセンサーの位
置の第二のセットの第一の部分を決定する。前記一つまたは複数のセンサーは、参照セン
サーのモジュラー・アレイの三次元的な（3D）配向および位置の記述を与えるよう構成さ
れている。さらに、第二の機構２８は、電磁場発生器１２と既知の空間的関係にある。シ
ステム・コントローラ１８は、（ｉ）前記第二の機構（２８）を使って決定された位置の
前記第二のセットの前記第一の部分および（ｉｉ）参照センサーのアレイ（３０、５０）
の所定の既知の構成に応答して、参照センサーのアレイ（３０、５０）のうちの参照セン
サー（４４、５６）の位置の前記第二のセットの残りの部分を決定する。さらに、システ
ム・コントローラ１８は、参照センサーのアレイの参照センサー位置の前記第一のセット
および前記第二のセットの関数として、関心領域における電磁場の金属ゆがみについての
補償を実行するよう構成される。
【００２１】
　CTガイド式肝生検については、フラットな長方形アレイ５０がCTテーブル６４の上に設
置される。患者６２はその長方形アレイ５０の上に位置されることになる。次いで半円筒
アレイ３０が患者の上に配置され、フラット・パネル・アレイ５０にしっかりとロックさ
れることになる。次に、参照アレイ（３０、５０）の位置は、場発生器１２の位置に位置
合わせされる。ある実施形態では、位置特定は、参照センサー・アレイ（３０、５０）お
よび場発生器１２の両方を見ることのできる光学式追跡器２８を用いて実行される。当該
手順の間、システム・コントローラは参照センサー（３０、５０）からの位置測定値を取
得する。センサーの真の位置は：（１）製造工程の間に決定される、各アレイ内でのセン
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サーの相対位置の知識および（２）この実施形態では前記光学式追跡器を使って決定され
る、各アレイの場発生器に対する相対位置の知識を使って計算されることになる。これら
の測定値が次いで、たとえば米国特許第6,400,139号および第6,377,041号で開示されてい
るアルゴリズムを使って電磁場のゆがみを定量化し、補正するために使われることになる
。
【００２２】
　図６は、本開示のもう一つの実施形態に基づく互いに物理的に離間した異なる構成（５
０、１０２、１０４）の参照センサーの複合アレイを示す、電磁的追跡システム実装１０
０の概略図である。この実施形態では、参照センサーのアレイ（５０、１０２、１０４）
はそれぞれ、参照センサー（５６、１０６、１０８）の複合アレイを有する。たとえば、
参照センサーの第一のアレイは、概括的に参照符号５０によって示される。参照センサー
の第二のアレイは、概括的に参照符号１０２によって示される。参照センサーの第二のア
レイ１０２は、参照符号１０３によって示されるようにある固定位置を基準とされている
。参照センサーの第三のアレイは、参照符号１０４によって概括的に示される。参照セン
サーの第三のアレイ１０４は、参照符号１０５によって示されるようにある固定位置を基
準とされている。この実施形態では、参照センサーの第二のアレイ１０２は、参照センサ
ーの第一のアレイ５０とは物理的に離れて位置されることができる。参照センサーの第二
のアレイ１０２はまた、参照センサーの第三のアレイ１０４とは物理的に離れて維持され
ることができる、などである。図７は、本開示のもう一つの実施形態に基づくさらにもう
一つの構成における参照センサーのアレイ１１０を示す概略図である。参照センサーのア
レイ１１０は、所望される形の非金属物質内に埋め込まれる。非金属物質は、たとえば、
所望される形を維持するのに適切な特性をもついかなる好適なプラスチックであることも
できる。所望される形はたとえばかご形を含むことができる。図７に示される形は、図８
の所望されるかご形に形成される前の参照センサーのアレイのほぼ平面状の形を示してい
る。図７の実施形態では、参照センサーのアレイ１１０は、一つまたは複数のモジュラー
・アレイ１１２、１１４、１１６、１１８、１２０、１２２、１２４などを有することが
できる。各モジュラー・アレイは（ｉ）所定の構成または形ならびに（ｉｉ）一つまたは
複数の参照センサー１２６を有する。
【００２３】
　図７のモジュラー・アレイは、参照符号（１２８－１、１２８－２）および（１２９－
１、１２９－２）によって概括的に示される、少なくとも二つの位置合わせ機構をさらに
含むことができる。位置合わせ機構は、諸モジュラー部分を合わせた所定の配置を確立す
る際に使うためのものである。さらに、前記少なくとも二つの位置合わせ機構は、任意の
好適なインターロック機構を有することができる。たとえば、前記インターロック機構は
、相補的なインターロック・タブを含んでいてもよい。ここで、タブ１２８－１はタブ１
２９－１とロックするよう構成され、タブ１２８－２はタブ１２９－２とロックするよう
構成される。インターロック機構は、諸アレイを所定の配置で一緒にロックする際に使う
ためのものである。所定の配置とはこの実施形態では、かご形を含む。該二つ以上のモジ
ュラー・アレイを一緒にロックする結果として、インターロック機構は、電磁場発生器１
２の位置付けに対する参照センサーのアレイ１１０の位置の位置合わせを実行する能力を
保証する。
【００２４】
　図８は、本開示のある実施形態に基づく用途における使用のための、図７の参照センサ
ーのアレイを示す概略図である。換言すれば、モジュラー・アレイ１１０は、かご形をも
つアレイを有する。該かごアレイは、患者の抹消肢（peripheral　limb）１４０における
介入のために構成される。このように、参照センサーのアレイ１１０は、所与の全体的な
構成におけるある所与の全体的な数の参照センサーによって特徴付けることができる。し
たがって、全体的な構成内でのセンサーのうちの少なくとも一つまたは複数の位置付けを
知ることによって、残りのセンサーについての位置および配置情報を、参照センサーのア
レイの所定の構成情報の関数として、決定できる。すなわち、前記一つまたは複数のセン
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サーは、参照センサーのモジュラー・アレイの三次元的な（3D）配向および位置の記述を
与えるよう構成されている。
【００２５】
　本開示のもう一つの実施形態によれば、金属アーチファクトの補償を特徴とする電磁的
追跡方法が開示される。本方法は、関心領域中に電磁場を発生させる電磁場発生器を提供
することを含む。電磁場は、電磁場および関心領域の直近の金属アーチファクトの存在に
応答したゆがみを受けることを注意しておく。本方法はさらに、関心領域の直近に配され
た、所定の既知の構成を有する参照センサーのアレイを提供することを含む。電磁場発生
器に対する参照センサーのアレイの位置の第一のセットが、電磁場を介して参照センサー
のうちの一つまたは複数の励起に応答して、決定される。電磁場以外の第二の機構を使っ
て、該第二の機構に対する参照センサーのアレイのうちの少なくとも一つまたは複数の参
照センサーの位置の第二のセットの第一の部分が決定される。前記第二の機構は、電磁場
発生器と既知の空間的関係にある。
【００２６】
　次いで、（ｉ）前記第二の機構を使って決定された位置の前記第二のセットの前記第一
の部分および（ｉｉ）参照センサーのアレイの所定の既知の構成に応答して、参照センサ
ーのアレイのうちの参照センサーの位置の前記第二のセットの残りの部分が決定される。
その後、本方法は、参照センサーのアレイの参照センサー位置の前記第一のセットおよび
前記第二のセットの関数として、関心領域における電磁場の金属ゆがみについての補償す
ることを含む。本方法はさらに、関心領域内の追跡されるべきセンサーの位置を、金属ゆ
がみ補償された電磁場の関数として決定することを含むことができる。
【００２７】
　ある実施形態では、前記第二の機構はさらに、前記第二の機構と前記電磁場発生器との
間の空間的関係を判別するよう構成される。前記第二の機構はたとえば、光学式追跡シス
テムを有することができる。もう一つの実施形態では、前記第二の機構は、特定の電磁的
追跡システム適用の要請に応じて、たとえば好適な直接的物理的測定、好適な音波位置特
定または好適な電波位置特定の一つまたは複数を有することができる。
【００２８】
　参照センサーのアレイは、一つまたは複数のモジュラー・アレイを有することができる
。各モジュラー・アレイは（ｉ）所定の構成または形ならびに（ｉｉ）一つまたは複数の
参照センサーを有する。ある実施形態では、モジュラー・アレイは、半円筒形をもつアレ
イを有する。該半円筒形のアレイは、患者の腹部または胸郭の一方または両方のあたりで
実施される介入での使用のために構成される。もう一つの実施形態では、モジュラー・ア
レイは実質的にフラット・パネル・アレイを有する。該フラット・パネル・アレイは一つ
または複数の参照センサーを所定の構成で含み、さらに患者の下への設置のために構成さ
れている。該フラット・パネル・アレイは、金属コンポーネントを含むテーブル上での使
用のために意図されている。ここで、該テーブルはX線テーブルまたはCTテーブルの一つ
または両方を有することができる。さらにもう一つの実施形態では、モジュラー・アレイ
はかご形を有するアレイを有することができる。該かごアレイは、患者の頭部および／ま
たは抹消肢における介入のために構成される。
【００２９】
　モジュラー・アレイはさらに、あらかじめ製作されたセンサー・アレイの、少なくとも
二つの位置合わせ機構をもつモジュラー部分を有してもよい。位置合わせ機構は、諸モジ
ュラー部分を合わせた所定の配置を確立する際に使うためのいかなる好適な機構（単数ま
たは複数）を有することもできる。前記少なくとも二つの位置合わせ機構はたとえば、任
意の好適なインターロック機構を有することができる。前記インターロック機構は、二つ
以上のモジュラー・アレイを所定の配置で一緒にロックする際に使うことができる。さら
に、前記位置合わせ機構は、電磁場発生器の位置付けに対する参照センサーのアレイの位
置の位置合わせを実行する能力を可能にする。
【００３０】
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　もう一つの実施形態では、参照センサーのアレイは、第一および第二の参照センサー・
アレイを有することができる。第一の参照センサー・アレイは、一つまたは複数の参照セ
ンサーの第一の構成を含んでいる。第二の参照センサー・アレイは、一つまたは複数の参
照センサーの第二の構成を含んでいる。ある実施形態では、前記第一の構成は、前記第二
の構成とは異なっている。
【００３１】
　もう一つの実施形態では、参照センサーのアレイは、参照センサーの第一のアレイおよ
び参照センサーの第二のアレイを有しており、該参照センサーの第二のアレイは、参照セ
ンサーの第一のアレイとは物理的に離れて維持される。もう一つの実施形態では、参照セ
ンサーのアレイは、所望される形の非金属物質内に埋め込まれる。所望される形は、（ｉ
）半円筒形、（ｉｉ）実質的にフラット・パネルの形または（ｉｉｉ）かご形のうちの一
つまたは複数を含むことができる。
【００３２】
　本開示の実施形態は、参照センサーのあらかじめ製作されたアレイの使用を含む。これ
らのアレイは、EMTSシステムにおけるゆがみのための磁場を監視するための、簡単、高速
かつ臨床的に実際的な方法を提供する。次いで、介入の際に、（たとえば米国特許第6,40
0,139号および第6,377,041号で開示されているようにして）補正変換が計算され、適用さ
れることができる。
【００３３】
　上記では少数の例示的な実施形態のみが詳細に記述されてきたが、当業者は、本開示の
実施形態の新しい教示および利点から実質的に外れることなく、例示的な実施形態に数多
くの修正が可能であることをすぐ理解するであろう。たとえば、本開示の実施形態は、医
療機器、インプラント、撮像装置および／または医療ベッド、テーブルまたは患者を支持
する他の機構によって導入されるゆがみの補正のために使われることができる。前記の実
施形態はまた、さまざまな器官（肝臓、心臓、脳、前立腺など）を目標にした、いくらで
もある画像ガイドされた介入的な医療手順（生検、ラジオ波焼灼療法、凍結凝固療法、短
距離放射線療法、カテーテル法、化学塞栓形成療法など）のために使われることもできる
。さらに、画像ガイダンスは、超音波、MRI、CT、X線、PET、SPECTおよび／または光学的
な撮像のいかなる組み合わせによって提供されることもできる。したがって、そのような
あらゆる修正は、付属の請求項において定義される本開示の具現の範囲内に含められるこ
とが意図されている。請求項において、ミーンズ・プラス・ファンクションの節は、請求
項に記載される機能を実行するものとしてここに記載される諸構造をカバーすることが意
図されており、構造的な等価物のみならず等価な諸構造をカバーすることが意図されてい
る。
【００３４】
　さらに、一つまたは複数の請求項に括弧内に入れられた参照符号があったとしても、そ
れは当該請求項を限定するものと解釈してはならない。「有する」および「含む」などの
語は、何らかの請求項または明細書全体において挙げられているもの以外の要素またはス
テップの存在を排除しない。要素の単数形の言及はそのような要素の複数の言及を排除せ
ず、逆に複数形の言及はそのような要素の単数の言及を排除しない。上記の実施形態の一
つまたは複数は、いくつかの相異なる要素を有するハードウェアによって実装されてもよ
いし、および／または好適にプログラムされたコンピュータによって実装されてもよい。
いくつかの手段を列挙する装置請求項では、それらの手段のいくつかは同一のハードウェ
ア項目によって具現されてもよい。ある種の施策が互いに異なる従属請求項に記載されて
いるというだけの事実が、それらの施策の組み合わせが有利に使用できないことを示すも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本開示のある実施形態に基づく電磁的追跡システムのブロック図である。
【図２】本開示のある実施形態に基づく電磁的追跡のシステムおよび方法の一つの構成に
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おける参照センサーのアレイを示す概略図である。
【図３】本開示のもう一つの実施形態に基づく電磁的追跡のシステムおよび方法のもう一
つの構成における参照センサーのアレイを示す概略図である。
【図４】本開示のある実施形態に基づく一緒に結合された異なる構成の参照センサーの複
合アレイを示す概略図である。
【図５】本開示のある実施形態に基づく一緒に結合された異なる構成の参照センサーの複
合アレイを含む電磁的追跡システムのブロック図である。
【図６】本開示のもう一つの実施形態に基づく互いに物理的に離間した異なる構成の参照
センサーの複合アレイを示す概略図である。
【図７】本開示のもう一つの実施形態に基づくさらにもう一つの構成における参照センサ
ーのアレイを示す概略図である。
【図８】本開示のある実施形態に基づくアプリケーションにおける使用のための、図７の
参照センサーのアレイを示す概略図である。

【図１】 【図２】

【図３】
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【図６】 【図７】
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